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Wynalazek dotyczy urzadzenia do su-
chej destylacji stalych materjaléw, przy-
czem potrzebne ciepto doprowadza si¢ za-
pomoca plynnej ognistej kapieli, wskutek
czego odprowadza si¢ z materjalu desty-
lowanego czastki lotne. Podiug wynalaz-
ku wprowadza sie miedzy materjal desty-
lacyjny i kapiel grzejaca tasme transpor-
towa, ktéra unosi materjal destylacyjny,
tak 7e takowy wystawiony jest na dzia-
fanie ciepta kapieli, nie stykajac si¢ z nia
bezposérednio. Ciepto kapieli przenosi sie

wpierw na tadme, a z niej na materjat de-

stylowany, wiec tasma jest poniekad $cia-
ng odgradzajaca kapiel od materjatu, kt6-

ry wskutek tego nie styka sie bezposéred-
nio z kapiela,. ,

W opisywanym wynalazku nagrzewa
si¢ kapiel z wewnatrz, przyczem stosowa-
ne sa $rodki do natychmiastowego roz-
drabniania materjalu odgazowanego, wsku-
tek czego mastepuje dalsze ulatnianie gazu.

Réwniez postarano sie chronié tasme
transportowa oraz materjal od oziebienia.
Wszelkie pracujace czeéci urzadzenia
znajduja; sie w komorze izolowanej, tak
ze wykluczona jest strata ciepla, przyczem
temperature tych czeéci ufrzymuje sie na
statej wysokosci, wskutek czego tempera-

tura czesci pracujacych i caly proces od-
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bywa sie w mniej wigcej réwnej tempera-
turze.

Urzadzenie to i zastosowane $rodki za-

pewniaja znaczna wydajno§é urzadzenia i

jego produkcji.

Rysunek na fig. 1 przedstawia przekréj
pewnego wykonania urzadzenia podtug
wynalazku, g

fig. 2 — przekr6j podlug linji 2 —’2 .

fig. 1,
fig. 3 — widok przyrzadu rozdrabiaja-
cego, przyczem predkos¢  zewnetrznych
pasm Sest. inng niz §rodkowego pasa.
Y'wg 1 przedstawia specjalne wykonanie
idei wynalazku, ktére okazato sie bardzo
praktyczne dla danych celéw.

Tasma bez kcfica 10 owija sie okoto
tarcz 11, 12 i 13 oraz przechodzi ponad
powierzchnia kapieli 74 z materjatu sto-
pionego, Moze to byé w pewnych wypad-
kach otéw lub tez inny odpowiedni metal,
albo s6l lub inne cialo przeprowadzajace
ciepto. Kapiel oddaje cieplo tasmie. 10,
plywajacej po powierzchni kapieli, z ta-
$my przenosi sie cieplo na materjal leza-
cy na niej i podlegajacy destylacji. W ten
spos6b materjal destylowany nie styka sig
z kapiela, lecz otrzymuje od niej ciepto.
Materjal - destylowany doprowadza sig le-
jem 16 zapomoca wiatraczka 17 do wylo-
tu 15 i to w ten sposéb, ze ani jedna czast-
ka materjalu nie styka sie bezpcérednio z
kapiela. Komora 33 posiada wyloty 40,
cdprowadzajace gazy destylacji do zbior-

nika 41. Tasma biegnaca w kierunku strzal-:

ki 18, prowadzi materjal ponad powierzch-
nia kapleli goracej, ktérej cale ciepto
* przechodzi na ‘'materjat i do przyrzadu 19,
ktory go rozdrabnia, Przyrzad 19 sktada sie
(fig. 3) z pewnej iloéci taficuchéw lub pa-
séw 20, 21 i 22 zaopatrzonych w kelce lub
t. p. urzadzenia, Zewnetrzne pasy 20°'i 22
poruszaja sie¢ z inng szybkoscia, jak pas

wewnetrzny oraz jak tasma 10. W ten spo-
sé6b powstaje bardzo wydajne rozdrabnia-
nie materjalu, przyczem zciera sie skoru-
py powstajace. przy destylacji, uwalniajac
przytem gazy lotne, Materjat destylowany
pozostaje w ciagu pewnego czasu na ta-
$mie 10, skad dostaje sie na tasme 25, bie-
gnaca wkoto tarcz 26 1 27. Tasma gérna
biegnaca w kierunku strzatki 28, przecho-
dzi zupeknie blisko tasmy 10 tak, ze gora-
cy jeszcze - ‘materjal  destylowany pozo-
staje w écistym kontakcie  z  dolna
powierzchnia ta$my, zatrzymujac podczas
catej drogi tasmy 10 i 25 przez dolny ka-
nat 24 niezmiennie wysoka temperature.
W przedstawionym sposcbie wykonania
tasmy 25 dolna czeé¢ ta§my biegnie zupel-
nie blisko cze$ci gérnej, tak Ze temperatu-
ra utrzymuje si¢ na stalej wysokosci i nie
opada ani si¢ mie traci. Plyta 25a, zaopa-
trzona w otwory 25b miesci si¢ pod gorna
cze$ciag tasmy 25, Materjat odgazowany
spada z tasmy 25 do cieczy 26, ktéra osla-
nia go szczelnie i chroni od dostepu gazéw,
tak, ze materjal opuszcza aparat nie na-
sycony powietrzem, W ten sam sposéb u-
rzadzone jest na drugim korficu aparatu
zamknigcie 32, aby ulatwié usuniecie ma-
terjatu, spadajacege podczas transportu z
tasmy, Gazy znajduja sie w komorze pod
ciSnieniem, tak, ze powietrze zewnetrzne
nie moze si¢ dosta¢ do komory 33 przez
zamkniecia cieczowe 31 i 32. Zbiornik 29
obejmuje materjal, ktéry méglby ewentu-
alnie spasé¢ z tasmy 10 przy opuszczaniu
kapieli. Materjal ten mozna usunaé zapo-
moca, szczelnie zamknietych drzwi 30.

Komora 33 zawiera cale urzadzenie ro-
bocze, a wiec kapiel 14, tasme 10, przy-
rzad rozdrabiajacy 10, tasme 25, lejek 15
oraz zamknigcie 37 i 32. Wszystkie te cze-
$ci sa utrzymywane w jednej temperatu-
rzé, odpowiadajacej mmniej wiecej tempera-
turze destylacyjnej i znajduja sie pod ci-
énieniem gazéw' destylacyjnych,



U aARAY 1 e nibse i digdly

SOWOL QX617

zna.czn,te zrinme]szs}'c : bos S
e i [ARKS) H TIN L

Do gr f1 sh1zat ru‘ 42.. umie-

L ¥ r*}‘ ','( W (1 \

, 11[ ﬁl(( 191 '1, rx
smazong  maferilé kapieloivyfh, K v
daC@fxg 1i é za 0?,? one 'kczlju VW
Uotrvorz w\fo na 48’ Moz
B}(r'cl {1m1es'zc“z‘ohy palmk (me podamy na
vaunls, oprowad afhés oblo potrzeb-
ne “do ' wnetrza E’lﬂ'}" “skad ciepto przecho-
'dzi do inaterjalu kapielowego. Drugie ko-
lano 44 stuzy do odprowadzania spalin.
Do odzyskania lub regeneracji gazdéw,
znajdujacych sie¢ w spalinach, mozna zasto-
sowaé odpowiednie urzadzenia, nie poda-
ne na rysunku,

Rury 42 podtrzymywane sa plytami 46,
ktére oddzielaja co dwie sasiednie rury a;
plyty 46 podirzymywane sa cze$ciami 47.
Précz tego czeéci 47 podtrzymuja takze i
chtodzace rury 48. Chtcdzace rury 48 leza
wszystkie poziomo, tworzac miedzy ka-
piela i dolna czescia komory, w ktorej bie-
zy tasma 25, miejsce chfodne, zapobiega-
jac w ten sposéb powstawaniu zbyt wyso-
kiej temperatury w dolnej komorze.

W ten sam sposéb tworzy sie na kaz-
dej stronie kapieli chlodne miejsce, zapo-
biegajace zbyt wielkiemu ogrzaniu i wsku-
tek promieniowania zbyt wysokiej tempe-
raturze dla znajdujacych sie tam czesci.

Whnetrze komory urzadzono w ten spo-
séb, ze gazy maja wolny odlot ku gérnej
czeéci komory, skad uchodza rurami lub
kanatami 40,

Temperatura komory osiaga tylko ta-
ka wysokoéé, aby nie zniszczyé materjalu
destylacyjnege. Materjaly te sa zwykle
zlemi przewodnikami ciepta, przeciwnie,
metal, z ktorego sktada sie tasma jest do-
brym przewodnikiem. Poniewaz tasma me-
talowa przesuwa si¢ po kapieli plynnej o-
gniowej, a materjat destylacyjny rozprowa-
dzony jest w cienkiej warstwie na tasmie,
wiec przenoszenie ciepla na materjal de-
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destylacyhy dopriowadza sié ' ne tasme bez
korica,! biegnacan pdnayl o ogdista;  kapiela
plydba, ktéravodddje cieplorpitraebne ma-
terjalowi:destylacyjmemu ;:'za posrednic-
twem tasmy, tak, ze materjat nie dotyka
kapieli, poczem materjal odgazowany i po
wiekszej czesci spieczony zostaje rozdrob-
niony, przyczem goraco tasmy utrzymuje
temperature destylacyjna, réwniez i poza
kapiela ptynna, tak, ze destylacja i odga-
zowanie odbywa sie calkowicie w tempe-
raturze odpowiedniej, W tym celu utrzy-
muje si¢ wszelkie czeéci robocze w sferze
destylacyjnej pod lekkiem cisnieniem ga-
z6w, aby zapobiec wciskaniu sie¢ powie-
trza z zewnatrz do komory destylacyjnej.
Element regulujacy temperature, t. j.
kapiel grzejaca, urzadzony jest srcdkowo,
lecz glebiej od miejsca, w ktérem tworza
sie¢ gazy, ulatniajace sie z materjatu desty-
lacyjnego, wskutek czego ustala sie tem-
peratura gazéw,

Zastrzezenia patentowe.

1. Urzadzenie do suchej destylacji, w

"ktérem materjal destylacyjny w komorze

prazacej jest ogrzewany zapomoca plyn-
nej, topliwej masy, np. kapieli metalowe;j,
znamienne tem, ze miedzy kapielg grzeja-
cg i materjalem destylacyjnym umieszczo-
ng jest na powierzchni kapieli tasma trans-
portowia, przemoszaca cieplo kapieli na
lezacy na niej materjal destylacyjny, kté-
ry nie styka si¢ bezposrednio z kapiela,
bedac transportowanym dalej po odgazo-
waniu,

2. Urzadzenie podlug zastrz. 1, zna-
mienne tem, ze posiada $rodki do ogrzewa-
nia kapieli z wewnatrz,



3. Urzadzenie podlug zastrz. 1 — 2,
znamienne tem, Ze sa zastosowane przy-
rzady do rozdrabniania materjatu destyla-
cyjnego, spieczonego i w wigkszej czesci
odgazowanego po opuszczeniu kapieli, w
celu uwolnienia pozostalej reszty gazéw.

4, Urzadzenie pcdlug zastrz. 1 — 3,
znamienne tem, ze zastosowano $rodki w
celu utrzymania tasmy transportowej na

calej drodze po opuszczeniu kapieli w tem-
peraturze réwne;j.

5. Urzadzenie podlug zastrz. 1 — 4,
znamienne tem, Ze zastosowano §rodki w
celu utrzymania temperatury odpowiednio
nizszej dla wszystkich czesci pracujacych.

Emil Piron.

Virginius Z. Caracristi.
Zastepca: M. Kryzan,

rzecznik patentowy.
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